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Poznato je iz prakse koliko se ima tes-
koéa prilikom uklanjanja kcloidalnih sup-
stanca prisutnih u nekom rastvofu. Jedan
od tih tesko izvodliivih koloida jeste i si-
licium cksid, kada se u koloidalnom stanju
nalazi u nekoj tecnosti, pa bilo da je u ob-
liku mutljaga ili u obliku sluzaste mas:.

U stvari, gde je koloid prisutan u teéno-
sti u obliku Zelatincznog agregata, filteri
se zaguSuju, a kad je to slutaj sa koleidal-
nim silicijum oksidom, koji se uz to nalazi
i u vrlo razzidenom stanju, onda on pro-
lazi i kroz filter, te tako zagadi filtrovanu
tecnost.

Poznat je jedan moj postupak po kojem
se dobijaju soni rastvori skoro potpuno
slobodni cd koloidalnog silicijum cksida, i
ako se kompleksni silikati tretiraju kiseli-
nama, kao na primer $to je slutaj sa leu-
citom (kalijum-aluminium silikat).

Vrlo pazljivim prcuéavanjem fizicko-he-
miskih fenomena, koji prate dejstvo kise-
lina, doSao sam u moguénost da utvrdim,
da ¢vrsti silikatni ostatak, dobijen od ne-
kih takvih silikata, na primer leucita, ima
izvesnu cscbinu da zadrZava i prikuplja ko-
loidalni silicijum cksid, koji se nalazi u su-
spenziji u nekoj tefnosti, kada ta te&nost
dode u dodir sa takvim ostatkom. VaZnost
ovog mog pronalaska leZi u tome, $to o-
moguéava da se vrlo Korisno mogu upo-
trebiti i oni materijali, koji do sada nisu
mogli biti upotreblejni usled sadrZzanog si-
licijum oksida.

Poznato je, na primer, da silikati uopste,
a naroito silikati, koji sadrze materijala,

koji mcgu imati desta veliku vrednost, ako
bi se dobili bez silicijum oksida, (na pri-
mer aluminijum cksid dobijen iz leucita)
mogu biti pcdvrgnuti preradi pomocu ki-
selina, kao S$to je gcre refeno, tako da se
dobije skoro potpuno uklanjanje silicijum
cksida iz scnog rastvora, iz koga se moZe
potreban materijal izdvajati. Ipak, u po-
stupku kcji je napred bio pomenut, potreb-
no je bilo da se sav, odncsno, najveci deo
materijala nalazi u zrnastom stanju, Sto je
iziskivalo narolito preradivanje materijala
mehani¢kim putem, pri ¢emu je vrlo velika
koli¢ina materijala dobijana, koja nije mo-
¢la biti iskoriSéena, jer je zrnevlje bilo 1
suvie sitno da bi se korisno moglo upotre-
biti u postupku, posto je pcstupak iziski-
vao upotrebu materijala u zrnastom sta-
nju i to u zrnevlju izvesne odredene kraj-
nje velitine, ispod koje se nije smelo i€i, a
koja je veli¢ina bila dosta znatna u sluca-
jevima izvesnih kiselina. Medutim, dejstvo
kiseling na mineral u zrnastom stanju mno-
go je sporije i mnogo se teZe izvodi nego
kada bi materijal bio u prasku.

Iz gornjega izlazi, da bi postupak, Kkoji
bi omoguéaveo da se potpuno ukloni sili-
cijum cksid, koji se nalazi u koloidalnom
stonju u teénosti, dobijenoj tretiranjem ne-
kog silikata (kao leucita) pomoéu raznih
kiselina, i ako se taj materijal preraduje u
vrlo sitnom stanju ilji u obliku praska, bio
od vrlo velike koristi.

Postuprk za postizavanje gornjeg cilja,
do kojeg sam doSao posle dugih istraZiva-
nja i prcba, sastoji se u slede¢em:
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Izvesna koli¢ina silikatnog ostatka, koji
ie dcbijen posle prerade kiselinom nekog
silikata u zrnastom obliku (na primer leu-
cita) i poSto je uklenjen soni rastvor, koj
je postao usled te prerade (i koji se moze
u druge svrhe upotrebiti) stavlja se u neki
sud sa reSetkastim dnom, tako, da se obra-
zuje jedan zo tefnost probcjni sloj, kroz
koji se uzastopno propusta kiseling dokle
ged se ne uklone sve baze koje se mogu
rastvoriti, pesle fega se kroz njega propu-
Sta tefnost, koja se ima osloboditi od ko-
loidalnog silicijum oksida, koji se u njoj
sadrzi u suspenziji.

Apsorbujuéz snaga ovog sloja prema ko-
loidalnom silicijum cksidu tako je velika,
da on moZe prikupiti velike koli¢ine kolo-
idalnog silicijum oksida iz srazmerno vrlo
velikih kcli¢ina rastvora, dobijenog prera-
dom silikata (na primer, leucita) u zrna-
stom, sitncm stanju, odnosnec, i u obliku
praska, koji se materijal ne bi mogao ina-
¢e upctrebiti bez oveg mog postupka.

Drugi nadin za primenu ovog postupka
jeste da se tretira izmeSani materijal na
primer, silikati u zrnastom i u vrlo sitnom
stanju — prasku — usvajajué¢i izvesnu
srednju granicu u pogledu finoée tog ma-
terijala, tako, da propusni prostor u sloju
bude taman dovoljan da te¢nost moZe pro-
¢i kroz njega. Na taj se nalin stvori jedan
sloj materijala, koji ¢e se preradivati, i ko-
ji ¢e ipak modéi propustati teCnost da pro-
de kroz njega, tako da ta tefnost, kada
se prerada materijala dovrsi, moze da pro-
de kroz mezsu silikatnog ostatka, koji ¢e
‘na taj nacin zadrZati i izdvojiti koloidalni
silicijum cksid, sadrzan u toj te¢nosti.

Ja sam takode utvrdio da su glavni fak-
tori, koji utitu na brzinu izdvajanja koloida
u suspenziji, koncentracija sone i Kisele
te¢nosti, a takode i njena temperatura, i
brzina delovanja rasti uporedo sa pojaca-
vanjem ili poveéavanjem gornjih faktora,

Prema tome, mogudée je udesiti za svaki
silikat, za svaku velifinu zrnevlja i za sva-
ku upotrebljenu kiselinu, najbolje uslove i
cdgovarajuéi stepen koncentracije sone i
kisele te¢nosti uz cdgovarzjuéu tempera-
turu, radi pctpunog uklanjanja koloidalnog
silicijum cksida pomoéu gornjeg postup-
ka, a da se pri tom ne reskira da se dotera
do granice zasi¢enosti, za ma koji od so-
nih sastojaka u tim te¢nostima.

Postupak za izdvajanje kcloidalnog sili-
cijum cksida iz nekog rastvora, u kome se
on sadrZi u suspenziji, moZe se tekode pri-
meniti i na druge koloidalne supstance ko-
je se nalaze u te¢ncstima u suspenziji, pro-
pustajuéi tu tefnost kroz promodéivi sloj
kolcidne mase, koja ¢e delovati na slican
nadin, kao ostatak, dobijen preradom zr-
nastog leucita pomocu kiselina.

Patentnj zahtevi:

1. Postupak za uklanjanje koloidalnog
silicijumcksida iz rastvora, dcbijenih treti-
renjem silikata Kiselinama, naznacen time,
Sto se izvesna kolifina nekog silikata u zr-
nastom cbliku stavlja u sud sa reSetkastim
dnom, tako da se obrazuje sloj, kroz koji
se uzastopno propusta kiselina dokle god
se ne uklone sve baze, koje se mogu ra-
stvoriti, posle fega se kroz njega propusta
telnost, koja se ima osloboditi od koloidal-
nog silicijum oksida, koji se u njoj sadrZi
u suspenziji, da bi sloj apsorbovao sav ko-
loidalni silicijum oksid.

2. Postupak za utvrdivanje koloidalnog
materiiala sadrzanog u nekoj teénosti u
suspenziji, naznaden time, $to se sastoji u
tome, Sto se tefnost propusta kroz jedan
sloj od zrnastog, i time i za tecnost pro-
pustljivog materijala, koji se sastoji od
istog koloida ili od nekog drugog koloida,
Koji ima osobinu da fiksira (utvrduje) ko-
loidalne Cestice sadrZzane u suspenziji.



